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【手続補正書】
【提出日】平成21年2月17日(2009.2.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＥＵＶ光を発生させる方法において、
　原材料を供給する段階と、
　複数の原材料液滴を発生させ、液滴をターゲットボリューム内のランダムな位置に供給
する段階と、
　ターゲットボリューム内の複数の原材料液滴に第１の光パルスを同時に照射して照射原
材料を生成する段階と、
　その後で、前記照射原材料を第２の光パルスに露出してＥＵＶ光を発生させる段階と、
を含む方法。
【請求項２】
　前記照射原材料が蒸発原材料を含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記照射原材料が弱いプラズマを含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記露出段階がプラズマを発生させることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　ＣＯ2レーザを用いて前記第２の光パルスを発生させ、前記第２の光パルスがある焦点
サイズを有する焦点に集束され、前記方法が更に、
　前記照射段階の後に予め設定された時間を待機して、前記露出段階の開始前に前記照射
原材料が少なくとも前記焦点サイズにまで膨張することができるようにする段階を含む、
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　複数の原材料液滴をターゲットボリューム内のランダムな位置に供給する液滴発生器と
、
　前記ターゲットボリューム内の複数の原材料液滴に第１のパルスを同時に照射して照射
原材料を生成するための第１の光パルス源と、
　前記照射原材料を第２の光パルスに露出してＥＵＶ光を発生させる第２の光パルス源と



(2) JP 2008-532293 A5 2009.4.9

、
を含むことを特徴とするＥＵＶ光源。
【請求項７】
　前記液滴発生器が非変調液滴発生器を含むことを特徴とする請求項６に記載のＥＵＶ光
源。
【請求項８】
　前記複数の原材料液滴内の各液滴が、５μｍから１００μｍの範囲の直径を有すること
を特徴とする請求項６に記載のＥＵＶ光源。
【請求項９】
　前記複数の原材料液滴内の各液滴が、５μｍから１５μｍの範囲の直径を有することを
特徴とする請求項６に記載のＥＵＶ光源。
【請求項１０】
　ＥＵＶ光を発生させる方法において、
　原材料を供給する段階と、
　少なくとも１つの液滴直径を有する原材料液滴を発生させる段階と、
　前記少なくとも１つの原材料液滴に第１の光パルスを照射して照射原材料を生成する段
階と、
　前記照射原材料を前記液滴直径よりも大きい直径を有する焦点サイズを有する焦点に集
束させた第２の光パルスに露出して、ＥＵＶ光を発生させる段階と
を含み、
　前記照射段階と前記露出段階との間に予め設定された時間期間が経過するのを許容して
、前記露出段階の開始前に前記照射原材料が少なくとも前記焦点サイズにまで膨張するこ
とができるようにする、
ことを特徴とする方法。


	header
	written-amendment

